XXVIII conference on plasma physics and CF, February, 19-23, 2001, Zvenigorod

XXX Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС,  24 – 28 февраля 2003 г.


Экспериментальное изучение поглощения ВЧ мощности плазмой индуктивного разряда, помещенного во внешнее магнитное поле

А.Ф. Александров, Г.Е. Бугров, К.В. Вавилин, И.К. Керимова, Е.А. Кралькина, В.Б. Павлов, В.Ю. Плаксин, А.А. Рухадзе

117899 Москва, Воробьевы Горы, Физический факультет МГУ

Для экспериментального изучения эффективности ввода ВЧ мощности в индуктивный разряд, помещенный во внешнее магнитное поле, была использована экспериментальная установка, описанная в [1]. Цилиндрический источник плазмы диаметром 22 см. и длиной 10 см. помещался внутри электроманита, позволяющего изменять индукцию магнитного поля внутри источника в диапазоне 0 – 10 мТл. На внешней поверхности источника плазмы располагалась охлаждаемая спиральная антенна, подключенная через систему согласования к ВЧ генератору, работающему на частоте 13.56 МГц. Ток через антенну измерялся с помощью пояса Роговского. Измерения тока через антенну, выполненные в отсутствии разряда и при наличии плазмы, позволили рассчитать эффективное активное сопротивление плазмы Rpl, ответственное за поглощение ВЧ мощности, при различных мощностях ВЧ генератора и величинах индукции внешнего магнитного поля. Типичные зависимости Rpl от ВЧ мощности Ppl, вкладываемой в плазму, и индукции внешнего магнитного поля B показаны на рис.1,2. В соответствии с теоретическими предсказаниями [2] наблюдается немонотонная зависимость Rpl от Ppl и B. 
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Рис.1 Зависимость эффективного сопротивления плазмы от мощности, вложенной в плазму.





� EMBED Origin50.Graph  ��� Рис.2 Зависимость эффективного сопротивления плазмы от индукции магнитного поля.
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